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はじめに 

現在太陽電池の主流である、結晶シリコン太

陽電池における高効率化技術として、

PERC(passivated emitter and rear cell)構造の太陽

電池が注目されている[1]。 PERC 構造におい

ては、パッシベーション膜が重要であり、固定

電荷やプロセスの影響などを考慮して、パッシ

ベーション膜の選定が必要となる。パッシベー

ション膜作製技術において、更なる低コスト化

を進めるために、真空プロセスや高温プロセス

を必要としない、パッシベーション膜の作製が

求められている。そこで、本研究は TiO2-SiO2

複合膜を、スピンコート法を用いてパッシベー

ション膜の作製、評価を行った。 

 

実験方法 

p 型単結晶シリコン基板を使用し、鏡面基板

表面にスピンコート法を用いて、TiO2:SiO2組成

比を変化させた溶液を塗布し、200
o
C に加熱し

たホットプレート上で乾燥させた。その後、電

気炉を用いて、600
o
C、15 分で膜の形成を行っ

た[2]。作製したパッシベーション膜の光学的特

性として、分光光度計による反射率測定、エリ

プソメータによる屈折率及び膜厚、QSSPC 法に

よる少数キャリアライフタイム(eff)の測定評価

を行った。更に、少数キャリアライフタイムの

測定結果から、表面再結合速度(SRV)の計算を

行った。 

 

結果と考察 

 スピンコート条件により膜厚の制御を行える

ことを確認した。反射率の測定結果から、反射

率 10%以下を実現でき、反射防止効果が確認さ

れた。図 1では、塗布溶液の組成比を Tiリッチ

から Siリッチに変化させることで、膜の屈折率

が 2.2から 1.4に変化した。組成比 TiO2:SiO2=8：

2 において、最も高いライフタイム、及び最も

低い表面再結合速度が得られた（図 2）。 
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図 1 屈折率の TiO2:SiO2組成比依存性 

図 2  実効キャリアライフタイムの

TiO2:SiO2組成比依存性 

第 60 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2013 春　神奈川工科大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

29a-A4-8

16-078


